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上海市科学技术委员会

沪科建复〔2023〕22号

对市十六届人大一次会议

第 0335号代表建议的答复

朱美萍代表：

您提出的“关于提升上海市集成电路领域科技创新水平的建

议”收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

集成电路是事关国家安全和国民经济发展的战略性、基础性

和先导型产业，是国际竞争、大国博弈的热点和焦点。该建议基

于我市集成电路产业发展规划方案，分析了我市集成电路领域的

基础优势，指出极紫外（EUV）光刻机等卡脖子装备亟待攻关的

需求现状，提出了全面加强顶层规划与政策支持、统筹协调科研

院所与企业优势、政府主导设立产业创投基金等有关建议。这些
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分析和建议具有很强的针对性和较大的参考价值，对于进一步提

升我市集成电路领域科技创新水平具有积极意义。

一、关于全面加强顶层规划和政策支持及统筹协调科研院所

与企业优势。极紫外光刻机是实现 5nm以下节点集成电路量产的

必备设备，国家在“极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项

（简称 02专项）”中予以持续支持。2008年、2012年、2018年

先后启动“极紫外光刻关键技术研究”、“极紫外（EUV）光刻机

关键技术与设备研发”、“极紫外光刻机核心子系统关键技术攻关

与验证”三项攻关任务。主要开展极紫外光源关键技术研究、投

影物镜研发与验证、磁浮工件台样机、光刻胶等关键技术攻关任

务。上述专项任务实施，为极紫外光刻机研发奠定了关键技术基

础，建立了极紫外光源、曝光光学系统、真空磁悬浮工件台，计

量检测、极紫外光刻胶等技术研发平台，申请了数十项专利。

上海高度重视集成电路核心装备关键技术攻关工作，在整机

研发设计、EUV光源等环节具有基础，特别是对极紫外光刻关键

技术攻关任务给予持续支持，并注重统筹协调科研院所与企业优

势。2003年至今我委通过集成电路专项等先后支持中科院上海光

机所、硅酸盐所等中央在沪研究所，上海交通大学、同济大学等

高水平研究大学以及上海微电子装备（集团）有限公司等行业龙

头企业，围绕极紫外光刻光源（含预脉冲）、极紫外光刻胶、极

紫外多层膜工艺及装备、极紫外光源参数表征关键技术等开展攻

关。通过持续支持，突破了极紫外光刻光源 Sn 液滴发生器、主
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脉冲激光器等多项关键技术，极紫外光功率达到国内领先水平；

引进了国际知名极紫外光源制造企业的高级技术人员，打造了国

内领先的人才集聚高地。

二、关于促进产业集聚、政策扶持和投融资。上海聚焦关键

领域发展创新型产业，加快在集成电路领域打造世界级产业集

群。经过多年培育上海已经成为国内产业链最完整、技术水平最

高、综合竞争力最强的地区，积聚了超过 1000家行业重点企业，

汇聚了国内 40％的产业人才。2022 年本市集成电路产业总体规

模约 3000 亿元，领军企业集群效应不断显现，核心产品技术水

平不断提升，产业链体系不断完善。总体目标是到 2025 年在成

熟制程上实现装备完全国产化方案。在产业政策方面，制定新时

期促进本市集成电路产业高质量发展的若干政策，从人才支持政

策、企业培育、研发与应用支持、长三角协同创新支持等方面持

续加大产业发展支持力度。在投融资方面，我市累计吸引国家大

基金累计投资 784亿元，本市集成电路产业基金累计投资 494亿

元。共支持推动 27家集成电路企业实现科创板上市，融资 1045

亿元，位居国内第一。2022年推动 5家企业在科创板上市，融资

125亿元。通过中长期低息研发贷款支持企业研发投入，建立集

成电路保险共保体。

EUV光刻机的研制，对于赢得国际竞争的战略主动，真正实现

高水平科技自立自强至关重要。攻克 EUV 光刻机是长期、艰巨

的过程，为尽早实现我国 EUV 光刻机的突破，综合各方意见，
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下一步我们将充分借鉴代表的建议，加强顶层设计和系统谋划，

梳理关键任务，明确节点目标，并充分发挥研究所、高水平研究

大学、龙头企业的基础优势，开展 EUV 光刻机关键技术预研，

同时进一步通过战新、高质量等资金等渠道强化资源保障。

上海市科学技术委员会

2023年 5月 6日

抄送：市政府办公厅建议提案处，市人大代表工作处。

上海市科委办公室 2023年 5月 6日印发


